Digestorium mit
Schnellumsetzer

Diese halbautematische, platzsparende
Anlage ermdglicht durch den integrierten
Schnellumsetzer sehr kurze Umsetzzeiten
(kleiner 2 sek.) zwischen den Arbeitsstatio-
nen.

Ein reproduzierbarer Prozess wird durch
dieses Handlingsystem sichergestelit.

Bei Prozessstart wird der Carrier in das
nasschemische Becken abgesenkt. Ist die
Prozesszeit abgelaufen, so wird die Ware
in das Spulbecken umgesetzt (Umsetzzeit
einstellbar). Im Spiilbecken wird auch der
Transportarm von Chemikalienrtickstanden
gereinigt.

Wahrend des gesamten Prozesses wird

der Carrier in senkrechter Position gehal-
ten. Dadurch ist ein sicheres und pendel-
freies Umsetzen der Ware gewahtrleistet.

Digestaritm with
quick-relocate System

This semi-automatic space-saving system allows
very short relocating times (less than 2 seconds)
between the stations through the integrated quick-
relocate system.

This handling system ensures a reproducible process.

Al the beginning of the process the carrier is lowe-
red info the wetchemical process bath. At the end of
the process time the goods are relocated into the
rinse bath (fransfer time adjustable). In the rinse
bath the transport arm is also cleaned of chemical
residue

Throughout the whole process the carrier is held In
vertical position. This ensures a safe relocating of
the goods without oscillating.
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